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运用分子动力学方法对纳米晶柱阵列衬底上铝簿膜的外延生长进行了模拟研究 )所采用的原子间相互作用势
为嵌入原子法（*+,）多体势 )模拟结果表明：采用纳米晶柱阵列衬底可以在不形成失配位错的条件下释放其上生
长的外延薄膜晶体中的失配应变，有效地抑制其中失配位错的形成，获得高质量的外延薄膜晶体；这种纳米晶柱阵

列的几何设计应满足两个基本条件：$）晶柱的横截面尺寸应大于对应温度下的晶柱热失稳临界尺寸，以克服纳米
结构的热失稳，模拟显示 &## -下铝的热失稳临界尺寸为$.( /0；%）晶柱的高度与间距之比应大于 #.&1，以保证晶
柱间“沟底”部分生长的低质量的薄膜被完全遮蔽而停止生长，并且相邻晶柱上的外延层能够互相桥连形成无失配

位错、高质量的薄膜晶体 )
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$ . 引 言

异质外延生长薄膜单晶时，由于薄膜与衬底之

间不可避免地存在晶格失配，外延薄膜中往往会形

成大量的失配位错来释放其失配应变能，严重降低

了薄膜晶体的质量和其使用性能 )抑制失配位错的
形成、降低位错密度成为薄膜材料领域尤其是半导

体薄膜界不断努力的焦点目标之一 )失配位错的形
成是在原子尺度上发生的动态过程，但是现有实验

和分析条件在空间和时间分辨能力上显然都不能胜

任在这个尺度上的分析和控制 )分子动力学模拟方
法能够提供体系中每个原子的运动轨迹这样完整详

细的微观结构信息，在计算机技术高速发展的条件

下，如今已开始应用于包含大量原子的薄膜生长及

其结构演变模拟［$］，为分析研究失配位错的形成与

控制提供了有力手段 )早期 BC<9<D8E: 研究组［%，"］及
F?;80=C7［5］在二维条件下，近年来 G8=［3，1］和本课题
组［&，’］在三维条件下分别运用分子动力学对失配位

错的形成进行了模拟分析，并在位错的形成机理、形

成条件和结构演变等方面取得了一定的进展 )在本

研究中则运用分子动力学模拟方法来研究一种通过

纳米晶柱阵列衬底设计来彻底抑制失配位错形成的

设想及其可行性 )

% . 纳米晶柱阵列衬底设计思想

纳米晶柱阵列衬底设计的基本思想可见于图

$，在外延沉积生长过程中，每个柱上将同时发生垂
直向上生长和横向生长，相对于在平面衬底上生长

的晶体而言，各个纳米柱上垂直生长部分的晶体上

部在独立期间周围不受约束，有很好的机会松弛失

配应变而尽量恢复其正常晶格尺寸；纳米晶柱状衬

底本身也有膨胀应变的能力来减小它与外延晶体界

面上的失配度；横向生长部分的晶体则基本上不会

有失配应变 )到相邻柱上生长的晶体汇合之时，一个
无失配应变或应变小得多的“高架”缓冲层便形成

了，其上生长的晶体应没有失配位错、或者其密度将

大幅度降低 )
目前认为降低失配位错方面效果最明显的是横

向外延技术［(］和悬挂式外延技术［$#，$$］)但两者仍然
做不到完全释放薄膜晶体的失配应力、彻底消除或
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图 ! 纳米晶柱阵列衬底设计思想示意图 （"）表面加工成纳

米晶柱阵列的衬底；（#）纳米晶柱阵列衬底上的薄膜外延生长

接近彻底消除失配位错，难以满足日益发展的工业

生产对薄膜单晶的要求 $而且在横向外延技术中，横
向生长区域的外延层还经常发生晶面倾斜现象，在

接合区域容易形成位错或小角度晶界 $
通过采用纳米晶柱阵列型衬底来抑制失配位错

的设计思想具有普遍意义 $虽然目前条件下要制备
出几何参数可调控的纳米晶柱阵列衬底尚有很大困

难，但近年来纳米技术迅速发展，制备出纳米晶柱阵

列衬底在不久的将来是完全可能的，因此这一设计

思想是有前景的 $

% & 模型与方法

薄膜生长模拟采用面心立方晶体最普遍的

〈!!!〉生长，图 ’为纳米晶柱阵列衬底的模拟元胞示
意图 $底部完整层的三边方向分别为 !：［!!(］，"：
［! !’］与 #：［! !!］，尺寸为 ’)$!!( * !+$!!’ * !($!!!

（$%&’ 为（%&’）面间距）$为便于分析观察，与已有理
论分析和计算模拟研究一样，在本研究中只考虑一

维失配条件 $在一维失配条件下，衬底上部的纳米晶
柱相应设置成贯穿 " 轴方向，从而在周期边界条件
下首尾相接成无穷长的凸坝，但循一般习惯，我们还

是统称为纳米晶柱 $ 其宽、高分别为 !’$!!(（约

%&, -.）和 !,$!!!（约 %&, -.）$为模拟无限大的生长
面，在［! ! (］与［! ! ’］两个方向的边界上均运用了
周期边界条件，这样就相当于一个无穷大的衬底，其

表面上布满了一定间距的纳米晶柱（坝）阵列 $整个
衬底元胞在薄膜外延沉积生长前沿 / 轴方向即
［!!(］方向预置 01的压应变，并将底部 0层原子及
晶柱中心 !+个（’’(）面的原子固定位置，这样外延
薄膜与衬底材料之间的失配度为 () 2 3 01 $采用这
种预设固定应变的同质材料作为衬底，可以排除外

延晶体和衬底之间的化学交互作用引入的复杂性，

而单独研究纯粹几何失配的作用 $固定层之上预设
!—)个原子层厚薄膜，其中表面 ’—% 层原子则完
全按牛顿力学自由运动，中间各层采用一种恒温算

法［!’］控制温度 $模拟沉积过程中薄膜表层不断吸收
沉积原子的结晶潜热和动能带来的热量，再通过恒

温层不断散发，温度维持在略高于恒温层，类似于实

际薄膜沉积过程中的热传导散热 $

图 ’ 纳米晶柱阵列衬底的模拟元胞示意图

在模拟薄膜的外延生长过程中，铝原子逐个从

衬底表面上方随机位置射入，入射速率为!((( .45
（动能：(&!0 67），入射方向在 8 0,9张角范围内按余
弦分布随机选定，采用这样的入射角分布意在模拟

离子溅射工艺的沉积生长条件［!%］$沉积生长速率由
原子入射频率决定，为 (&(%’原子层4:5 $采用这样高
的沉积速率主要是为了让现有计算机处理能力下在

可行的运行时间内长成足够厚度（约几十个原子层）

的膜 $这是现行薄膜生长的分子动力学模拟中普遍
存在的一个问题，为了抵消偏高沉积速率的影响而

模拟接近一般沉积条件下生长的薄膜结构，现行办

法是提高沉积温度，从而大幅度地提高沉积原子的

表面迁移率［%，,—+］$因决定薄膜微结构的关键因素是
沉积原子的表面迁移能力，而原子的表面迁移只在

它们被后续沉积原子覆盖之前才能进行，故沉积速

率越高，有效表面迁移能力越低，而提高温度可以是

一种有效的补偿办法 $故本模拟中沉积生长温度设
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为较高的 !"" #$值得一提的是，较高的沉积生长速
率有利于失配位错等缺陷的形成，因此在较高沉积

速率条件下得到的抑制位错形成的结果只会更加

可靠 $
在模拟考察纳米晶柱的热稳定性时，将纳米晶

柱构建成横截面为近正方形的一个长方体，并不再

将纳米晶柱心部原子设置为固定 $整个体系在没有
沉积原子入射的情况下恒温弛豫 $
铝原子间的相互作用采用 %&’()*++,和 -./0+［12］

建立的嵌入原子法（%-3）多体势进行计算 $该势函
数曾被应用于铝的表面扩散［14］、层错能与生长孪

晶［15］与纳米多晶结构［1!］的分子动力学模拟研究，得

到了与铝的性质和实验数据一致的结果 $多原子体
系运动方程运用四阶 6&*.,’789(&&*’7算法［1:］求解，时
间步长为 1"; 14 + $

图 < 纳米晶柱在 !"" #温度下经一定时间弛豫后体系的［1 1=］

投影 （/）纳米晶柱尺寸为 1>" ?0 @ 1>" ?0 @ <>4 ?0，弛豫时间

为 1"" A+；（B）纳米晶柱尺寸为 =>" ?0 @ =>" ?0 @ <>4 ?0，弛豫时

间为 ="" A+

2 > 结果与讨论

!"#" 纳米晶柱的热稳定性

纳米晶柱阵列衬底设计中，从利于释放外延体

系失配应变的角度而言，晶柱的横截面积应该越小

越好 $然而为了保证其本身的结构热稳定性，纳米晶
柱的尺寸应有一定的要求 $本文选择长方体晶柱的
三个方向中尺寸较小的横截面边长作为特征尺寸来

考察其热稳定性 $模拟过程中在铝衬底表面分别预
置特征尺寸为 1>" ?0和 =>" ?0的晶柱并在 !"" #
高温下弛豫，结果示于图 < $从图中可看到，特征尺
寸为 1>" ?0的纳米晶柱在 !"" #高温下经短时间弛
豫后，原来长方体的结构不能稳定存在，而是坍塌在

衬底上演变成为近三角锥的结构 $但晶柱的特征尺
寸增大到 =>" ?0后，经长时间的弛豫，纳米晶柱仍
然可稳定地竖立于光滑表面之上，不会出现坍塌的

现象，仅仅是晶柱侧表面特别是一些边角和端角处

的原子发生了扩散迁移，如图 <（B）所示 $跟踪模拟
过程发现，纳米晶柱的坍塌或表面局部的原子迁移

都在 4" A+时就已发生，至 1"" A+时纳米晶柱结构已
稳定，后续的长时间弛豫过程中都能保持这种结构

没有发生变化 $

图 2 !"" #温度下纳米晶柱稳定寿命与晶柱截面横向尺寸关系

的示意图（圆点表示各次模拟试验结果，带箭头的点表示模拟试

验达到此时刻时晶柱仍保持稳定）

图 4 纳米晶柱阵列衬底上模拟薄膜外延生长到 14"" A+时体系

的［1 1=］投影（图中运用周期边界条件沿［11"］方向补到两个周

期的宽度）
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图 ! 模拟薄膜在纳米晶柱阵列衬底上外延沉积生长过程中不同时刻体系的［" "#］投影（图中运用周期边界条件沿［""$］方

向补到两个周期的宽度）（%）!$$ &’；（(）!"$ &’；（)）!*$ &’；（+）!,$ &’；（-）!.$ &’；（/）,0$ &’

图 1示出 ,$$ 2温度下纳米晶柱的稳定寿命随
特征尺寸的变化，这里稳定寿命指晶柱在发生坍塌

之前保持结构稳定的时间 3从图可看出，晶柱尺寸较
小时，其稳定寿命随晶柱尺寸的增加缓慢增长 3研究
发现在尺寸小于 "4. 56时，不同尺寸的纳米晶柱在
,$$ 2温度下退火时很快便发生坍塌的现象；在尺寸
大于 "4. 56时，则观察不到晶柱的坍塌，而只是表
面原子的扩散迁移；而在 "4. 56时，多次计算表现
出不同的现象，其稳定寿命值也比较分散，如图 1中
所示 3由此我们认为一定温度下纳米晶柱的失稳存
在一个临界尺寸，小于临界尺寸的纳米晶柱会出现

坍塌失稳，大于临界尺寸的纳米晶柱仅是表面原子

发生扩散迁移 3从图 1中可看出，,$$ 2温度下铝纳
米晶柱失稳的临界尺寸即为 "4. 563考虑到外延生
长过程沉积原子的影响，纳米晶柱阵列衬底设计中

的晶柱尺寸应该大于热失稳的临界尺寸 3因而我们
在后续的外延生长过程中，将纳米晶柱（坝）的宽度

和高度皆设为 *40 563

!"#" 纳米晶柱高度与间距比的要求

图 0为高度为 *40 56，间距为 ""40 56（高度7间
距 8 $4*$）的纳米晶柱衬底上模拟薄膜外延生长
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到 !"## $%时体系的［! !&］投影 ’从图中生长情况来
看，在该衬底上薄膜的沉积生长未能达到我们预想

的目的，相邻晶柱上生长的外延晶体并未能够相互

桥接而遮蔽“沟底”区域生长的外延层 ’若继续这样
外延生长，“沟底”区域生长的外延薄膜晶体将会与

晶柱上的薄膜晶体桥接，因此失配应变也就随着“沟

底”长出的外延薄膜引入到整个薄膜体系中，而成为

失配位错的形成根源 ’晶柱的高度与间距之比是决
定晶柱上和晶柱间底面上外延生长竞争情况的关键

因素，当晶柱间距相对较小时，由于晶柱的阴影效

应，在晶柱之间的衬底上薄膜难以生长，而晶柱之上

的薄膜得以优先生长；从图 "结果来看，将晶柱的间
距在现有间距 !!(" )*上减去图中所示 !! 的长度

后，相邻晶柱上生长的外延晶体当能够相互桥接而

遮蔽“沟底”区域生长的外延层 ’此间距求得为 +(,
)*’相应的晶柱高度与间距比为 -(".+(, / #(0, ’

!"#" 纳米晶柱阵列衬底上的薄膜外延生长

我们调整了晶柱间距，在纳米晶柱高度.间距比
为 #(1,的条件下进行了模拟沉积生长 ’图 ,示出所
得不同时刻的体系结构 ’从图中可以看到，此时纳米
晶柱阵列衬底上可以沉积生长出一个底部架空的上

部无失配位错的外延薄膜层，所提出的设计效果得

以实现 ’在晶柱之间的“沟底”部分固然出现了失配
位错，从其表面特征看属于由表面台阶诱发的位错

滑移成核［0，1］，但这没有影响我们的设计目标，在晶

柱以上长出的连续薄膜晶体中不再会有由于薄膜与

衬底间晶格失配而导致的失配位错出现；从图 ,（2）
可以看到，在所形成的连续薄膜晶体部分还有类似

自间隙原子的缺陷 ’我们对它们进行了伯格斯回路
分析，确认它们并非位错 ’这种点缺陷在其他薄膜中
也有出现［!3］，其性质和成因有待进一步深入研究 ’
相邻晶柱上沉积生长的晶体在对接时发生在对

接处并迅速扩展的局部无序或局部熔融（图 ,（4），
（5））是我们始料未及的 ’我们提出以下解释：原子在
相互靠近时会有强烈的相互吸引作用，这种作用将

使相邻晶体在靠近时局部强烈畸变，在连接处将使

晶体发生局部熔融；随熔融区的扩大，因熔融而产生

的体积膨胀量增大，晶体中的应力得以不断释放，一

定程度后熔融停止 ’随后薄膜材料的热传导和恒温
算法赋予体系的散热作用使薄膜熔融区由下而上逐

渐重新结晶凝固（图 ,（6），（7））’值得指出，相邻薄
膜晶体连接时在连接处的结构完整性原本是一个令

人担心的问题，而发生在相邻薄膜晶体连接处的这

样一种“自焊接”过程使所设计体系能够获得结构致

密完整的结合区，是一种十分有利的过程 ’

图 0 相邻晶柱上的外延膜对接完成后体系的［! !&］投影（图中

将体系［!!#］方向尺寸放大了 !倍，并将底部固定衬底上的薄膜

层隐藏，以对比固定衬底层和晶柱上外延薄膜层之间的（&&#）晶

面对应关系）

图 0将图 ,（2）沿 " 轴向放大一倍，并将“沟底”
部分的薄膜层隐去，以便于通过连线逐个查对固定

衬底和晶柱上生长的外延薄膜层之间（&&#）晶面的
对应关系 ’可以看到，如所预期，纳米晶柱上的外延
薄膜沿［!!#］方向得到了舒张伸展，以至在模拟胞宽
度范围内比衬底上少了两个（&&#）原子面，一般生长
条件下本会由衬底晶格失配带来的压应变得到了释

放 ’计算证实在纳米晶柱上生长的外延薄膜的点阵
常数为 #(+#1- )*，与 0## 8下铝在无应变状态下的
点阵常数一致，表明其中应变完全得到了释放 ’如
此，我们通过这种纳米晶柱阵列衬底的设计，能够在

不形成失配位错的条件下完全释放失配应变，抑制

了其上生长的外延膜中失配位错的形成 ’

" ( 结 论

本研究对铝薄膜在纳米晶柱阵列衬底上的外延

生长进行了分子动力学模拟，得到以下结论：

!( 在适当几何条件下，采用纳米晶柱阵列衬底
可以在不形成失配位错的情况下释放外延薄膜中的

失配应变，有效地抑制失配位错的形成，获得高质量

的外延薄膜晶体 ’
& (0## 8 下铝纳米晶柱热失稳的临界尺寸为

!(3 )*，当横截面尺寸小于该临界尺寸时，纳米晶柱
会坍塌；反之，则仅出现少量表面原子的扩散迁移 ’

1,#- 物 理 学 报 "0卷



!" 采用纳米晶柱阵列衬底进行外延生长时，晶
柱的高度与间距之比应足够大，以保证晶柱间“沟底”

部分生长的低质量的薄膜被完全遮蔽而停止生长 #

$ " 在相邻纳米晶柱上的薄膜晶体连接过程中
会出现一个局部熔融%重结晶的“自焊接”过程，有利
于保持连接处晶体的完整性 #
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